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(57) Abstract: The invention relates to a composite material, comprising a hard metal or cermet substrate body, coated with at least 
one diamond layer. According to the invention, the adhesion of the diamond layer on fine-grained hard metal or cermet substrate 
bodies may be improved, whereby the C content of the hard metal or cermet substrate body lies between 89 % and 99 %, preferably 
between 94 % and 99 % of the maximum possible content at which C porosity occurs, or, for hard metal substrate bodies with Co 
binder, the magnetic saturation polarisation is 89 to 99 %, preferably 94 to 99 % of the maximum saturation polarisation 4 n amax 
= 2 Co - 2,2 Cr3C2, (Co and Cr3C2 each given in mass % and 4 7C amax in jiT . m3 . kg-1). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Verbundwerkstoff, bestehend aus einem Haxtmetall- oder Cermet-Subst- 
ratkorper, der mit mindestens einer Diamantschicht Uberzogen ist. Um die Haftung der Diaraantbeschichtung auf feinkdmigen 
Hartmetall- oder Cermet-Subs tratkorpem zu verbessem, wird vorgeschlagen, dass der C-Gehalt des Hartmetall- oder Cermet-Subst- 
ratkbrpers zwischen 89 % und 99 %, vorzugsweise zwischen 94 % und 99 %, des maximal moglichen Gehaltes, bei der C-Porositat 
auftritt, betragt oder bei Hartmetall -Substtatk5rpern mit Co-Binder die magnetische Sattigungspolarisation 89 bis 99 %, vorzugs- 
weise 94 bis 99 % der maximalen magnetischen Sattigungspolarisation 4 % amax = 2 Co - 2,2 Cr3C2 betragt (Co und Cr3C2 jeweils 
in Massen-%, 4 n amax in |iT . m3 . kg-1 angegeben) betragt. 
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Beschreibung 

Verbundwerkstof f und Verfahren zu dessen Herstellung 

Die Erfindung betrifft einen Verbundwerkstof bestehend aus 
einem Hartmetall- oder Cermet-SubstratkCrper, der mit minde- 
stens einer Diamantschicht iiberzogen ist, 

Solche Verbundwerkstof fe finden insbesondere als Zerspanungs- 
werkzeuge und als Bauteile Verwendung. 

Unter Hartmetallen werden generell Legierungen verstanden, die 
aus einem oder mehreren Hartstof f (en) und einem oder mehreren 
Bindemetall (en) bestehen. Als Hartstof fe kommen insbesondere 
Carbide der IVa- bis Vla-Gruppe des Periodensystemes in 
Betracht, wobei WC stets vorhanden ist und den uberwiegenden 
Anteil bildet. Bindemetalle sind Eisen, Cobalt und Nickel, vor- 
zugsweise Cobalt, die in der Legierung einen 2 bis 
25 Massen%igen Anteil im Hartmetall darstellen. Cermets sind 
hochtitancarbonitridhaltige Hartmetalle, bei denen die Hart- 
stoffphase ausschliefilich aus Carbonitriden der Elemente der 
IVa bis Vla-Gruppe des Periodensystems besteht. 

Es ist auch bekannt, dass bei WC-Co-Hartmetallen Zusatzstoffe 
wie TaC und/oder NbC in geringen Anteilen bis zu 3 Massen% zur 
Verbesserung der Hochtemperatureigenschaf ten und der Bruchza- 
higkeit der Verbundstof f e dienen konnen. Zusatze in Form von VC 
und/oder Cr3C2 werden in feinkornigen (WC < 1 pm) Hartmetallen 
als sogenannte Kornwachstumshemmer bis zu 10 Massen% bezogen 
auf den Bindemetallgehalt zugegeben. Bei dem gSngigsten Verfah- 
ren zur Herstellung eines Hartmetall-Substratkorpers werden 
pulverfarmige Ausgangsstof f e (Hartstoffe und Bindemetalle) in 
der gewunschten Zusammensetzung gemahlen, granuliert, zu einem 
sogenannten Grtlnling verprelit, der anschlieJiend gesintert und 
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ggf . durch heiftisostatisches Pressen nachbehandelt wird, um die 
gewvinschte Dichte zu erzielen. Die Einstellung des C-Gehaltes 
ist in den Hartmetallen von entscheidender Bedeutung, Die 
gesinterten Gefiige sollten weder eine T)--Phase noch freien Koh- 
lenstoff (C-Porositat) aufweisen. 

Es ist auch allgemein bekannt, solche Substratkorper mittels 
eines CVD-Verfahrens mit einer Diainantbeschichtung zu versehen. 
Allerdings, und wiebereits in der DE 199 14 585 CI erwahnt, 
ist hSufig nicht zu vermeiden, dass Diamantbeschichtungen 
abplatzen und hierdurch das Werkzeug unbrauchbar wird- Um sol- 
che Abplatzungen zu vermeiden, werden in den EP 0 279 898 Bl, 
der EP 0 752 293 A2, der US 5 139 372 und auch der 
DE 199 14 585 CI mehrlagige Kohlenstoff- bzw. Diamant-Beschich- 
tungen vorgeschlagen, bei denen sich die einzelnen Lagen durch 
verschiedene Diamantanteile, Druckspannungen oder Elastizitats- 
module unterscheiden. Bei grobkornigen Hartmetallen ist die 
noch zuf riedenstellende Haftung der Diamantschicht auf Verklam- 
merungsef f ekte an der Substratoberf lache zuruckzuf uhren . Den- 
noch sind die mit solchen Verbundkorpern erreichbaren Standzei- 
ten noch unbef riedigend. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Verbund- 
werkstoff und ein Verfahren zu dessen Herstellung anzugeben, 
bei dem bzw. mit dem eine bessere Haftung der Diamantbeschich- 
tung auf feink5rnigen Hartmetall- oder Cermet-Substratk5rpern 
gewShrleistet ist . 

Diese Aufgabe wird durch den Verbundwerkstof f nach Anspruch 1 
geldst . 

Erf indungsgemaB wird der C*-Gehalt des Hartmetall- oder Cermet- 
Substratk5rpers zwischen 89 % und 99 %, vorzugsweise zwischen 
94 % und 99 %, des maximal m5glichen C-Gehaltes, bei dem noch 
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keine C-Porositat auftritt, eingestellt. Bei Hartmetallen mit 
Co-Binder kann der zulSssige Bereich fiir den C-Gehalt auch uber 
die magnetische SSttigungspolarisation angegeben warden, wobei 
4 7t a 89 bis 99 %, vorzugsweise 94 bis 99 %, von 
4 7C amax = 2 Co ~ 2,2 Cr3C2 betragt (Co und Cr3C2 jeweils in 
Massen-%, 4 n amax in yiT . ni3 . kg-1 angegeben) . 

Cobalt zclhlt 2u den sogenannten Ferromagnetika, so dass eine 
Aufiuagnetisierung eines Hartmetalles zu einem Anstieg der 
magnetischen Induktion (magnet ischen FluBdichte) bis zu einem 
Maximalwert fUhrt, der als magnetische SSttigung bezeichnet 
wird. Die magnetische SSttigung wird sowohl durch die den fer- 
romagnetischen cobaltreichen Mischkristall der Bindephase kenn- 
zeichnenden magnet-physikalischen Eigenschaften als auch durch 
das Volumen des Ferromagnetikums bestimmt, Mafigeblichen Einflufi 
auf die magnetische SSttigungspolarisation hat jedoch der Koh- 
lengrad der Hartmetallegierung. Der Kohlenstof fgehalt ist in 
einem Monowolf ramcarbid bei einem st5chiometrischen Gehalt von 
6,13 % Kohlenstof f ausgeglichen- Bei einem Atomverhaltnis W : C 
unter 1 scheidet sich Kohlenstoff in Form von Graphit und bei 
einem Atomverhaltnis W : C, das wesentlich uber 1 liegt, die 
sogenannte T|-Phase aus. Bei einer Unterkohlung, d.h- einem 
Wolf ram-Oberschuii lost sich Wolfram in Cobalt, wobei es ab 
einem gewissen Unterkohlungsgrad zur Ausbildung einer Dop- 
pelcarbidphase Co3W3C der Tj-Phase kommt. Durch diese Cobalt- 
Bindung sinkt der f erromagnetische Anteil, was mit einer gerin- 
geren magnetischen sattigung einhergeht. Auch Cr3C2-Zusat2e 
erniedrigen die S^ttigungspolarisation, da in der 
Co-Binderphase bis zu 10 Massen% Cr3C2 in L5sung gehen kann. 

Maiigeblich fiir die erreichbare HMrte des f ertiggesinterten 
Hartmetallkorpers ist auch die Korngrofte der Carbidteilchen, 
insbesondere der Wolf ramcarbide . Um geringe KorngroJien zu 
erhalten, werden Dotierungen zur Hemmung des Kornwachstumes wie 
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z.B. VC, Cr3C2 und/oder (Ta,Nb)C dei> Ausgangsmischungen beige- 
geben. VC ist im Hinblick auf die Wachstumshemmung am wirksam-- 
sten und fUhrt zudem zu einer Erh5hung der Harte des Hartme- 
tallkdrpers- Cr3C2-Dotierungen bewirken ein gleichmafliges 
Geftige mit guter BruchzShigkeit , die sich auch durch TaC- 
und/oder NbC-Dotierungen verbessern lalit. 

Bei der Diamantbeschichtung der genannten Hartraetallkorper, die 
in einer kohlenstof fhaltigen Atmosphcire mittels eines CVD-Pro- 
zesses durchgef tihrt wird^ besteht die Gefahr, dass im Hartme- 
tallkorper enthaltenes Vanadium und das Bindermetall Co zur 
Oberflache diffundiert, was nach den erf indungsgemaJien Erkennt- 
nissen zu einer schlechteren Haftung der Diamantbeschichtung 
auf dem Hartmetallkorper fiihrt, Oberraschenderweise la/it sich 
die Haftung der Diamentbeschichtung erheblich verbessern, wenn 
der C-Gehalt des Hartmetalles auf 89 % bis 99 vorzugsweise 
auf 94 % bis 99 %, des maximalen C-Gehaltes (Cmax) beschrankt 
wird, bei dem C-Porositat auftritt. Bei Hartmetallen mit 
Co-Binder kann dieser Bereich auch iiber Ana angegeben werden, 
wobei 47ca 89 bis 99 %, vorzugsweise 94 bis 99 %, von 
47ramax = 2 Co - 2,2 Cr3C2 betragt (Co und Cr3G2 jeweils in Mas- 
sen-%, 47T;amax in \iT .'m3 . kg-1 angegeben). 

Vorzugsweise besitzt der Hartmetallsubstratkorper eine Zusam- 
mensetzung mit 2 bis 10 Massen%, vorzugsweise 3 bis 7 Massen% 
Co als Bindemetall und bis zu 3 ]yiassen% TaC und/oder NbC sowie, 
bezogen auf den Bindemetallgehalt , bis zu 10 Massen% VC 
und/oder Cr3C2, Rest WC. 

Urn den gewiinschten Kohlenstof fgehalt im Hartmetallk5rper zu 
erhalten, konnen unterschiedliche verf ahrenstechnische MaBnah- 
men getroffen werden. Zunclchst kann der Kohlenstof f-Gehalt im 
Pulver-Mischungsansatz entsprechend hoch eingestellt werden, um 
eine genugende Sattigung zu erzeugen. Da jedoch wahrend des 
Hartmetall-Sintervorganges die verwendete Gasatmosphare, die 
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Temperatur, der Druck sowie die den -Sintertemperaturen ausge- 
setzten Of enbestandteile, z.B. Graphitheizstabe, ebenfalls Ein- 
fltisse auf das Sinterprodukt haben, wird vorzugsweise das in 
Anspruch 3 beschriebene Verfahren verwendet, wonach die pulver- 
f5rmigen Ausgangsstof f e gemahlen, granuliert, zu einem Grtinling 
verprefit und der Grunling anschlieliend gesintert und ggf . der - 
fertiggestellte Sinterk5rper vor der Diamantbeschichtung nach- 
behandelt wird. 

Um eine nicht gewiinschte Unterkohlung des fertigen Sinterkdr- 
pers zu vejnneiden, wird vorzugsweise der GrUnling in der Auf- 
heizphase bei einer Temperatur von 800°C bis 1100°C, insbeson- 
dere 900 **C in einer Atmosphere aus H2 mit bis zu 1 Vol.% CH4 
unter einem Druck von 1 bar oder in einer Atmosphare aus Ar mit 
mindestens 0,1 Vol.% CH4 unter einem Druck > 1 bar einer Warme- 
behandlung unterzogen, durch die die in der Ausgangspulvermi- 
schung eingestellte fehlende C-Absattigung durch Aufkohlung 
nachgeholt wird. Diese Aufkohlung vor der Sinterung kann wah- 
rend der Aufheizphase zur Sintertemperatur erfolgen. 

Alternativ hierzu ist es nach einer weiteren Ausgestaltung der 
Erfindung mQglich, den f ertiggesinterten Sinterkorper, der 
einen zu geringen Kohlenstof f gehalt aufweist, bei einer Tempe- 
ratur zwischen lOOC^C und 1350 **C in einer bis zu 1 Vol.% CH4 
enthaltenen Gasatmosphare zur Aufkohlung der oberf lachennahen 
Schichten in einer Eindringtiefe von 200 bis 500 \m nachzube- 
handeln. 

Diese Nachbehandlung kann auch in einer CVD-Beschichtungsanlage 
in situ vor der Diamantabscheidung durchgefuhrt werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es auch maglich, die 
vorgenannten Verf ahrenstechniken miteinander zu kombinieren, um 
die Optimierung des Kohlenstof fgehaltes sicherzustellen. 
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Vorzugsweise wird der hinsichtlich des Kohlenstof f gehaltes 
optimal eingestellte f ertiggesinterte und ggf . durch heili- 
isostatisches Pressen nachbehandelte Sinterkorper vor der 
Beschichtung noch zusatzlichen Vorbehandlungsschritten wie 
Strahlen, Reinigen, Atzen, Bekeimen, dem Einbringen von Fremd- 
elementen in die OberflSche oder dem Aufbringen von Zwischen- • 
schichten unterzogen. 

Vor der CVD-Diamantbeschichtung ist es in der Regel notwendig, 
den Binder durch naBchemisches Atzen (oder andere geeignete 
MaBnahmen) aus der Oberflache zu entfernen, wodurch auch in den 
oberf ISchennahen Randschichten eine Bindemetallverarmung 
bewirkt wird, die sich positiv auf die Haf tfestigkeit der nach- 
folgend auf getragenen Diamantbeschichtung auswirkt, es sei 
denn, dass durch die Herstellung bereits eine entsprechende 
Binderverarmung oder -entfernung bewirkt worden ist. 

Es konnen alle Arten von Atz- und CVD-Diamantbeschichtungsver- 
fahren verwendet warden. Diese Verfahren sind nach dem Stand 
der Technik bekannt, Als zusatzliche Unterstutzung konnen die 
Substrate mit feinen Diamantkeimen belegt werden, urn die Keim- 
dichte zu erhohen. Auch ein erster Vorbehandlungsschritt durch 
moderates Strahlen mit Abrasivmitteln kann zweckmaliig sein* 
Dieser Schritt dient dazu, die Oberflache aufzurauhen, schadli- 
che Produkte aus vorgeschalteten Prozessen zu entfernen 
und/oder die Schneidkante zu verrunden. Vor jedem der Vorbe- 
handlungsschritte sind in der Regel angepaBte Reinigungs- 
schritte notwendig. Weniger gebrauchlich, aber mdglich sind 
Vorbehandlungsverfahren, die Fremdelemente in die OberflSchen- 
zonen einbringen, oder mit deren Hilfe Zwischenschichten aufge- 
bracht werden. 

In einem ersten Ausfiihrungsbeispiel wird eine pulverf5rmige 
Ausgangsmischung (KorngroBe der Ausgangspulver ca. 0,7 pm) mit 
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den Bestandteilen 93^07 % WC, 0,20 % VC, 0,53 Cr3C2 und 6,20 % 
Co miteinander vermahlen, granuliert, zu einem Griinling ver- 
preBt und anschlieiiend gesintert. Zur Einstellung des Kohlen- 
stof f gehaltes im Hartmetallkorper wurde der Sintervorgang so 
gestaltet, dass wahrend der Vakuum-Aufheizphase bei 850 eine 
Haltezeit von 2 Std- und eine Gasatmosphare von H2 mit 
0,5 Vol.CH4 bei einem Druck von 1000 mbar zwischengeschaltet 
wurde, Der so erhaltene Hartmetallsinterkorper besitzt eine 
magnetische SSttigungspolarisation von 97 % des Maximalwertes • 

In einem zweiten Ausf iihrungsbeispiel wird eine Ausgangsmischung 
mit den Bestandteilen: 91,75 % WC, 0,94 % TaC, 0,62 % NbC, 
0,14 % VC und 6,55 % Co miteinander vermahlen, granuliert, zu 
einem Grunling verpre/it und anschlieBend gesintert. Zur Ein- 
stellung des Kohlenstoff gehaltes im Hartmetallkorper wurde der 
Sintervorgang so gestaltet, dass wahrend der Vakuum-Aufheiz- 
phase nach Erreichen einer Temperatur von 950 °C die Temperatur 
unter einem Argon-Gasdruck von 900 mbar wieder auf 850 °C abge- 
senkt wird. Es folgt eine Standzeit von 2,5 Stunden bei 850°C 
unter einer Gasatmosphare von H2 mit 0,5 Vol-% CH4 bei einem 
Druck von 1000 mbar. Anschlieiiend wird unter Vakuum der Sinter- 
zyklus zu Ende gefuhrt, Der so erhaltene Hartmetallsinterkorper 
besitzt eine magnetische sattigungspolarisation von 97,5 % des 
Maximalwertes . 

Vor der Beschichtung der vorgenannten Hartmetallkorper werden 
diese einem 30-mintitigen Reinigen in Aceton mittels Ultra- 
schall, einem 10-miniatigen Atzen der OberflSche in einer 
25 Vol.-%igen SalpetersSure bei Raumtemperatur, einem 
30-minatigen Bekeimen im Ultraschallbad in Ethanol mit 6 g/1 
Diamantpulver mit einer mittleren Korngr5fte von 5 \im und einem 
erneuten 30-minutigen Reinigen in Aceton mittels Ultraschall 
unterzogen . 
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Zur Beschichtung der derart vorbehandelten Korper in einer Hot- 

Filament-Anlage wird eine Gasatmosphare aus 1 Vol.-% CH4 und 
99 Vol.-% H2 sowie folgende Beschichtungsparameter eingestellt : 

Substrattemperatur: 850 **C 

Filament-Temper at ur : 2000 

Gesamtdruck: 2000 Pa 

Mittlerer Abstand zu den Filamenten: 10 mm 

Beschichtungsdauer : 18 h 

Gesamtgasf lufi pro 1 Anlagenvolumen: 25 ml/n/min 
(mln bezeichnet "Norm"-ml, die sich auf den physischen Normzu- 

stand beo 0°C (= 273,15 K) und 101325 Pa beziehen) . 

Die mit dieser Beschichtung erhaltene Schicht hatte eine Dicke 
von etwa 6 pm. 

In einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel werden f ertiggesinterte, 
geschliffene oder ungeschlif f ene Hartmetall korper der Zusanimen- 
setzung 91,75 % WC, 0,94 % TaC, 0,62 % NbC, 0,14 % VC und 
6,55 % Co, deren Kohlenstof f gehalt bei 85 % des maximalen 
C-Gehaltes und damit unterhalb des ftir die Haftung einer Dia- 
mantschicht vorteilhaf ten Bereiches von 89 % bis 99 %, vorzugs- 
weise 94 % bis 99 % liegt, 30 Minuten in Ultraschall gereinigt, 
10 Minuten in einer 25 %-igen Salpetersaure bei Raumteraperatur 
geatzt, 30 Minuten in Ultraschall in Ethanol mit 6 g/1 Diamant- 
pulver mit einer mittleren KorngrClie von 5 \m bekeimt, 
30 Minuten in Ultraschall nachgereinigt und in die Hot-Fila- 
ment-Beschichtungsanlage verbracht, Zur Aufkohlung der ober- 
flachennahen Schichten werden die HartmetallkcJrper eine Stunde 
bei 1100°C in einer Gasatmosphare aus H2 mit 0,5 Vol% CH4 bei 
1000 mbar Gesamtdruck behandelt. Zur Aufbringung der Beschich- 
tung wird die Substrattemperatur auf 850 ^'C erniedrigt und der 
Prozess genau so gefahren wie er bereits zuvor beschrieben wor- 
den ist. Die in diesem Beispiel erhaltene Schicht hatte eine 
Dicke von ca. 6 pm- 
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Erganzend wird auf das in der WO 00/60137 beschriebene mehrstu- 
fige Diamant-Beschichtungsverf ahren verwiesen, das ebenfalls 
verwendet werden kann . 

Die Verbesserung der Schichthaftung mit zunehmendem C-Gehalt 
bzw. zunehmender sattigungspolarisation l^fit sich an folgendem- 
Beispiel entnehmen : 

Die jeweils untersuchten Proben mit einer Zusammensetzung von 
6,55 Massen% Co, 0,14 Massen% VC, Rest WC, besalien nach der 
entsprechenden vorbeschriebenen Behandlung elne magnetische 
sattiungspolarisation bzw. 4 Tio-Werte, die in folgenden 
Bereichen lagen: 

Bereichs-Nr . % des maximal mdglichen 4 na 

C-Gehaltes, bei dem noch * m3 ' kg-1 

keine C-Porositat auftritt 



1 80-88 % 10,5-10,8 

2 89-93 % ' 11,7-11,8 

3 94-99 % 12,8-13,0 



Jeweils drei mit etwa gleich dicken Diamantschichten uberzogene 
Versuchskorper, die den obengenannten Bereichen zuzuordnen 
waren, wurden einem Strahlverschleilitest mit einer maximalen 
Versuchszeit von 120 s unterzogen, wobei sich die Diamant- 
schicht der Vergleichskorper gemSlJ Bereich 1 nach 7 s, 2 s und 
14 s bereits abl5ste, die Diamantschicht der Vergleichskorper 
gem^li Bereich 2 nach 6 s, 30 s und 55 s bereits abloste und die 
Diamantschicht der Vergleichskorper gemali Bereich 3 noch nach 
120 s intakt war. Dies zeigt, dass insbesondere mit magneti- 
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schen Sattigungspolarisationen zwischen 94 und 99 % eine 
langstraogliche Haftung der Diamantbeschichtung auf dem Hartme- 
tallsubstratk5rper erreichbar ist. 
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Patentansprtiche 

1. Verbundwerkstof f , bestehend aus einem Hartmetall- oder 
Cermet-Substratkdrper, der mit mindestens einer Diamant- 
schicht uberzogen ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der C-Gehalt des Hartmetall- oder Cermet-Substratker- 

pers zwischen 89 %und 99 %, vorzugsweise zwischen 94 % und 

99 %^ des maximal mdglichen Gehaltes, bei dem noch keine 

C-PorositMt auftritt, betragt oder bei Hartmetall-Subs- 

tratk5rpern mit Co-Binder die magnetische Sattigungspola- 

risation 

89 bis 99 %, vorzugsweise 94 bis 99 % der maximalen magne- 
tischen Sattigungspolarisation 4 n omax = 2 Co - 2,2 Cr3C2 
betragt (Co und Cr3C2 jeweils in Massen-%, 4 % omax in 
. m3 . kg-1 angegeben) betrSgt. 

2. Verbundwerkstof f nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,r 
dass der Hartmetall-Substratkorper 2 bis 10 Massen%, vor- 
zugsweise 3 bis 7 Massen% Cobalt als Bindemetall und bis 
zu 3 iyiassen% TaC und/oder NbC sowie, bezogen auf die Bin- 
dephase, bis zu 10 Massen% VC und/oder Cr3C2 Rest WC mit 
einer Feinkc3rnigkeit < 1 pm aufweist. 

3. Verfahren zur Herstellung eines Verbundwerkstof fes nach 
Anspruch 1 oder 2, bei dem die pulverf ormigen Ausgangs- 
stoffe gemahlen, granuliert, zu einem Griinling verprei2».t 
und der Griinling anschlieftend gesintert, der fertigge- 
stellte Sinterkorper ggf. nachbehandelt und schlielilich 
beschichtet wird, dadurch gekennzeichnet , dass der 
Grunling in der Aufheizphase bei einer Temperatur von 
800**C bis llOO^'C, vorzugsweise bei 900*^^ in einer 
Atmosphare aus H2 mit bis zu 1 Vol.% CH4 unter einem Druck 
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(57) Abstract: The invention relates to a composite material, comprising a hard metat or cermet substrate body, coated with at least 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Verbundwerkstoff, bestehend aus einem Hartmetall- oder Cermet-Subst- 
ratkbrper, der mit nundestens einer Diamantschicht tiberzogen ist. Um die Haftung der Diamantbeschichtung auf feinkomigen 
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auftritt, betragt oder bei Hartmetall -Substtatkbrpern mit Co-Binder die magnetische Sattigungspolarisation 89 bis 99 %, vorzugs- 
weise 94 bis 99 % der maximalen magnetischen Sattigungspolarisation 4 n amax = 2 Co - 2,2 Cr3C2 betragt (Co und Cr3C2 jeweils 
in Massen-%, 4 7t amax in p,T . m3 . kg-1 angegeben) betragl. 
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